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JICOP セミナー ｢フロン対策の現状と展望



ＰＦＣｓ購入・排出推移 ＧＷＰ換算
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速報 ２００８
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２００７年の購入総量は２００６に比べ１１％増加
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２００７年の排出量は２００６年比７％減、基準年の１９９５年比１０２％まで到達
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ＰＦＣｓ排出抑制施策内訳推移 ２００１-２００７
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主な施策は除害装置設置による排出抑制
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除害装置設置率推移
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除害装置設置率 ４６％
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PFC排出削減技術
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【最適化】

ｶﾞｽ使用量の最適化

真空度、プラズマパワー

ガス流量比などを調整

目的PFCの削減を図る
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目的PFCの削減を図る

【ガス代替化】

GWPの低いガスへ

代替
フッ素数の大きなガスは

低い流量で同等の性能

を得ることが可能

＋低GWP
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COF2／F２はＩＰＣＣ 2007年改定版に掲載

C3F6は未掲載 ＊は毒性あり
Global Warming Potential（地球温暖化係数）：CO2と比較した温室効果の強さ
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【回収化】

回収・精製・再利用

＋低GWP＋低GWP

【除害装置】

除害装置の設置

プラズマ分解、燃料燃焼分解

触媒反応分解、３種がIPCC

Tier2cで認可

現行IPCC基準
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削減施策削減施策

生産性の維持、安全性の確保

有機膜利用の排ガスから

の分離回収

フッ酸廃液からの蛍石回収

今後の大きな検討課題



PFC排出削減施策

PFC→PFC

例 C３F８、C４F８

PFC→類似・他

・CO2排出削減効果に限界

・技術者工数

・比較的簡便に対応可能
・コストダウン可能

使用量の適正化

・ 装置改造,配管敷設ｺｽﾄ

・ 各社の安全基準確保

・ 装置ﾒｰｶの保証問題

・ 導入評価時のﾗｲﾝ停止期間
・ CO2排出削減効果大

代
替
ガ

要配慮事項メリット施 策

・安全性

・類似のため比較的容易

PFC→PFC

例 C３F８、C４F８

PFC→類似・他

・CO2排出削減効果に限界

・技術者工数

・比較的簡便に対応可能
・コストダウン可能

使用量の適正化

・ 装置改造,配管敷設ｺｽﾄ

・ 各社の安全基準確保

・ 装置ﾒｰｶの保証問題

・ 導入評価時のﾗｲﾝ停止期間
・ CO2排出削減効果大

代
替
ガ

要配慮事項メリット施 策

・安全性

・類似のため比較的容易

JICOP セミナー ｢フロン対策の現状と展望 8/10

・ １社での回収・再利用ｼｽﾃﾑ

の設置・運営はｺｽﾄ的に不利

・ CO２排出削減効果大
・業種間の循環に寄与回収・再利用

例 F２、COF２

CF３Ｉ、C３F６

・ 除害装置の設置ｽﾍﾟｰｽ確保

・稼動ライン、ライン停止影響大

・ 装置ｺｽﾄ（約1500万円／台）

・ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ（除害性能維持）
・フッ素系廃水処理
・CO２排出量有り

・プロセスへの影響小

・新規ライン導入短時間

除害装置適用

・ 導入評価時のﾗｲﾝ停止期間

・ 技術者工数

・ ｶﾞｽ価格（従来比数倍）, 等々

（95%以上）
ガ
ス

・ １社での回収・再利用ｼｽﾃﾑ

の設置・運営はｺｽﾄ的に不利

・ CO２排出削減効果大
・業種間の循環に寄与回収・再利用

例 F２、COF２

CF３Ｉ、C３F６

・ 除害装置の設置ｽﾍﾟｰｽ確保

・稼動ライン、ライン停止影響大

・ 装置ｺｽﾄ（約1500万円／台）

・ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ（除害性能維持）
・フッ素系廃水処理
・CO２排出量有り

・プロセスへの影響小

・新規ライン導入短時間

除害装置適用

・ 導入評価時のﾗｲﾝ停止期間

・ 技術者工数

・ ｶﾞｽ価格（従来比数倍）, 等々

（95%以上）
ガ
ス



ＰＦＣ排出量計算（IPCC基準 Tier２ｃ）
Intergovernmental Panel on Climate Change

大気放出量を
CO2排出量に

PFCの排出量は購入量をベースに算出

PFC排出量（CO2換算）＝GWP×大気放出量
＝GWP ×（①購入したPFC量-②残ガス返却分-③反応消費分-④除害効果分）

②残ガス返却分

③反応消費分

④除害効果分
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Tier２ Ｄｅｆａｕｌｔ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｆａｃｔｏｒｓ

使用後残量
PFC

使用量
大気放出量①購入した

PFC量
PFC排出量（CO2換算）

換算すると・・・

GWP
5700～22000

大気放出量
×
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